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반도체와 디스플레이 분야에서 새로운 물질과 그 제조공정에 대한 연구 및 개발은 지난

수십 년간 많은 발전이 이루어져 왔으며 이러한 연구 및 개발은 여러 학문분야 표면공학. , ,
재료공학 화학공학 전자공학 및 물리학에서 수행되었으며 특히 플라즈마 물리 및 공정분야, , ,
에서 다양한 학제간의 연구로 급속한 발전이 이루어져왔다.
플라즈마를 이용한 공정은 반도체 디스플레이분야로부터 점차 자동차 항공 의학 마이크, , , ,

로 전자소자 등으로 확대되고 있으며 기존의 습식공정은 플라즈마를 이용한 건식공정으로,
급속히 대체되고 있다.
따라서 새로운 공정에 적합한 플라즈마 원의 선택 및 플라즈마 원의 개발이 효율적인 공정

뿐만 아니라 차세대 공정을 위해서도 절실히 필요한 상황이다.
특히 플라즈마의 다양한 변수들 즉 플라즈마 전자온도 및 전자에너지분포함수 이온에(EEDF),
너지 분포함수 플라즈마 포텐셜 및 쉬스 전위 등의 중요한 플라즈마 변수 들을 어떻게(IEDF),
제어 할 수 있는지가 플라즈마 공정분야 및 플라즈마 원 개발에서 매우 중요한 주제가 되고

있다.[1,2,3,4]
본 발표에서는 그동안 발표자가 다루어본 몇 가지 플라즈마 원을 소개하고 플라즈마 원,

및 관련 산업발전 방향에 대해서 논 해 본다.
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